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(54) Title : METHOD FOR THE PREPARING SURFACES 

O 
(54) Titre : PROCEDE DE PREPARATION DE SURFACES 

(57) Abstract : The invention relates to a new surface preparation method using molecules comprising at least one covalent bond 
i-H which gives rise to free radicals when the molecule is activated thermally, by organic or inorganic redox, photochemically, by plas -
® ma, by shear or else under the influence of ionizing radiation. 

^ (57) Abrege : L' invention concerne un nouveau precede de preparation de surface utilisant des molecules comprenant au moins une 
liaison covalente generatrice de radicaux libres lorsque que la molecule est active voie thermique, redox organique ou inorganique, 

5- photochimique, plasma, cisaillement ou encore sous l'influence de rayons ionisants. 


